
薄膜作製装置 

芝浦メカトロニクス株式会社製  
設置場所： バイオナノテクノロジーセンター（片柳研究所棟 6 階） 

超微細加工技術を施したマイクロ／ナノスケールのバイオチップなどの作製に用いられます。 

各種のバイオチップやバイオセンサーの開発や疾病の早期発見を目的とした遺伝子診断チップ

の開発へ応用。 

 

装置の特長 

● ３つのスパッタ源を備え、広範囲に渡り均一な膜厚分布 

● 高周波電源（５００Ｗ）整合器標準装備 

● ターボポンプを採用し、装置の立ち上げ時間を短縮 

 

主な仕様 

● Ｓｐｕｔｔｅｒ ｍｅｔｈｏｄ  Ｍａｇｎｅｔｒｏｎ ｓｉｄｅ－ｓｐｕｔｔｅｒ 

● Ｓｐｕｔｔｅｒ ｓｏｕｒｃｅ   Ｍｏｄｅｌ Ｐ-ＧＵＮ７５（Φ３ｉｎｃｈ）×３ 

● Ｊｉｇ（Ｓｅｌｅｃｔ）       Φ２００ｍｍ ｈｅａｔｅｄ ｒｏｕｎｄｔａｂｌｅ ｆｏｒ ｒｅｖｅｒｓｅ ｓｐｕｔｔｅｒ 

                Φ２００ｍｍ ｃｏｏｌｅｄ ｒｏｕｎｄｔａｂｌｅ ｆｏｒ ｒｅｖｅｒｓｅ ｓｐｕｔｔｅｒ 

● Ｕｌｔｉｍａｔｅ ｐｒｅｓｓｕｒｅ（s/ｃ）  ５×１０－４Ｐａ  ● Ｅｘｈａｕｓｔｉｎｇ ｔｉｍｅ  ７×１０－３Ｐａ（１０ｍｉｎ） 

● Ｐｏｗｅｒ Ｓｕｐｐｌｙ    ＲＦ（５００Ｗ） 


